技    术    交    底        佳划信

专利技术交底书
	发明创造的名称：
	

	本专利发明人：
	

	专利申请人：
	

	交底书撰写人：
	
	电话：
	传真：

	
	
	E-MAIL：

	技术联系人：
	
	电话：
	传真：

	
	
	E-MAIL：


1.技术背景及现有技术的缺陷和不足。
（背景技术是指某一技术方案所实施的具体环境，此部分要求描述已有的与本技术最近似的实现方案）
2、现有技术的缺点是什么？针对这些缺点，说明本发明的目的。
3、本发明技术方案的详细阐述，应该结合示意图进行说明（如果需要提供附图，应为CAD软件绘制的dwg格式的图档，其版本在2016及以下或者sw软件绘制的三维图，其版本2016及以下），如果是流程类的，需要写明具体作业流程以及逻辑，其中包括算法、处理逻辑等。     
4、本发明的关键点和欲保护点是什么？ 

5、与第1部分最好的现有技术相比，结合本发明的技术方案阐述本发明有何优点。（此部分为有益效果，需要提供每一条有益效果对应的实现技术方案或者技术特征）
